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Universelles, ultrastabiles, flexibles
Rasterkraftmikroskop




BVIT

Breitmeier Messtechnik GmbH

MultiScan AFM 3000

Immer haufiger spielt die Kenntnis der Oberflachenstruktur
auf der Nanometerskala in industriellen Prozessen die
entscheidende Rolle — vom Verschleil? in Verbrennungs-
motoren Uber neuartige Schmier- und Korrosionsschutz-
Schichten bis hin zu modernen Autolacken, von der
Halbleiterindustrie bis zur Medizintechnik.

Konventionelle Methoden stof3en auf diesen Langenskalen
an ihre Grenzen. Zugleich wachst der Wunsch,
Oberflachen, Beschichtungen und Werkstoffe moglichst
umfassend hinsichtlich ihrer  Eigenschaften  zu
charakterisieren und beispielsweise chemische Prozesse,
Korrosion und Abrieb ortsaufgelost auf kleinster Skala zu
untersuchen. Hier bietet sich die Rasterkraftmikroskopie
(AFM fur Atomic Force Microscopy) als ein aulRerst flexibles
bildgebendes Verfahren an, das von einer Langenskala von
0,2 Millimetern uber die Mikrometer- und Nanometerskala
bis hinab zur Abbildung des Gitters der Atome reicht -und
das mit ein und demselben Messgerat.

Mit dem BMT MultiScan AFM 3000 ist nun ein
Rasterkraftmikroskop auf dem Markt, das sich durch einen
modularen Aufbau und eine au3erordentliche Flexibilitat bei
gleichzeitig einfachster Bedienung auszeichnet. Der
einzigartige Messmodus des Chemical Contrast Imaging
(AFM-CCI) erlaubt es, kleinste chemische Verédnderungen
auf Oberflachen nachzuweisen und damit Prozesse von
Korrosion, Verschleil3, Oxidation etc. dort zu verfolgen, wo
sie beginnen: auf der Mikrometer- und Nanometer-Skala.

Mit dem Multi Image Softwarepaket lassen sich mehrere
unterschiedliche Probeninformationen gleichzeitig
bildgebend erfassen: von der Probentopografie uber
Reibung, Abrieb und Kontakisteifigkeit bis hin zum
chemischer Kontrast.

Der Anwender hat somit ein die Oberflache fast vollstandig
charakterisierendes Gerat.
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Funktionsprinzip des AFM

Initialstufen der Schichtabscheidung
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0 Verweilzeit

AFM an Kohlenstoffschicht im
Wachstumsprozess.
Flache ca. 4 um x 4 pm

obhen: AFM-Tanoarafie:

unten: chemische Kontrastierung der
aktiven Wachstumszentren mittels

Chemical Contrast Imaging
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Besondere Merkmale

einfachste Bedienung und Benutzerfiihrung

modularer Aufbau

MultiScan Messkopf, optimiert fiir hochste Stabilitat

breite Palette von Messmodi inklusive

Contact Mode, Non-contact Mode, Oscillating Contact
Mode, Kraftmodulationsmikroskopie, Reibungs- u.
Adhasionsmikroskopie, Kraftspektroskopie; Phasenkontrast

Scanbereiche von der Nanometerskala bis zu einer Flache
von 200 pm x 200 pm mit ein- und demselben Messkopf

Chemical Contrast Imaging (AFM-CCI) serienmaf3ig

Schutzgasoption serienmé&Rig

Messmoglichkeit fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt
am Ort der Probe

Messung unter Flussigkeiten serienmaf3ig

Sehr nutzliche Zusatzpakete fur Nanogalvanik
(GalvanoScan), Nanotribologie und Abriebuntersuchungen
(TriboScan) sowie Korrosion (CorroScan) und
Nanostrukturierung (LithoScan).

Eine Atomlage tiefe
Atzlécher auf
Graphit nach
Oxidation bei 650°C
an Luft:

AFM-Topografie

Durch Lésungsmitteltropfchen
modifizierter Silizium-Wafer:
AFM-Topografie

Darstellung des chemischen Kontrastes:
Chemical Contrast Imaging

Chemical Contrast Imaging
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Zukunftsweisendes Geratekonzept

® Robuster Betrieb unter Umgebungsbedingungen

® FEinfach zu bedienende, selbsterklarende Software mit
umfangreichen Hilfefunktionen

® Reichhaltige Ausstattung serienmaflig
® Modulares Geratekonzept, flexibel und erweiterbar

® Topografische Abbildung & chemische Kontrastierung

Technische Daten

® Probengrofie: 25 mm x 25 mm Direkte Abbildung des atomaren Gitters
_ _ von Calcit mittels dieses Instruments.
Verstellweg: bis 20 mm x 20 mmin x, y BildgréRe: ca. 7 nm x 7 nm
Schrittmotor: 15 mm Verfahrweg in z
L ] e -
® Umgebung: Routinebetrieb unter normalen ' ™ .
Umgebungsbedingungen - -
(an Luft und bei Raum-temperatur); - - ..
zusatzlich Betrieb unter Schutzgas i -
und unter Flussigkeit maglich " @ - p
| _. "
® Scanner: Piezoscanner fir x, y und z o .»
Scanbereich bis 200 um in x,y - e '. -
® Auflésung: bis in den atomaren Bereich " -
atele
® Schrittmotor: 15 mm Verfahrweg P r .. -
® Zugang: direkter optischer Zugang F .'
von oben und von der Seite .
. . AFM an Polymerlatex-Kugelchen.
® Elektronik: digitaler Controller, Skala?obe0n¥4e rr?tf4 umge e
Steuerung Uber PC (USB) : A M Hm,
unten: 1 pm x 1 pm
® Software: bedienerfreundliches Mess- und o
Auswertesoftwarepaket Man 5|eht_ die hexa_lgonale V_erformung der
ursprunglich kugeligen Partikel.
® Datenerfassung: gleichzeitige Erfassung und Anzeige
von mehreren Messkanélen parallel
(z.B. Topografie und chemischer
Kontrast)
® Datenanalyse: umfangreiche Software fir
Bildbearbeitung und Datenanalyse
(einschl. statistischer Funktionen,
Rauheitsanalyse etc.)
® Kalibrierung: Kalibriergitter im Lieferumfang

enthalten

Alle gezeigten Abbildungen sind ungefilterte Originalmessdaten

Quellennachweis: alle Abbildungen mit freundl. Genehmigung der
Arbeitsgruppe von Prof. Th. Schimmel, Universitat Karlsruhe.
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